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Fig. 3

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a partially electroplated substrate (10,11), said method comprising:
the provision of a substrate (10, 11) comprising at least one electrically conductive surface; the partial application of a dielectric
coating (2) to the electrically conductive surface of the substrate (10, 11), thus forming at least one island (1) that remains on the
electrically conductive surface of the substrate and that is embedded in the dielectric coating (2); and the electroplating of at least the
island (1) with a metallic coating (13), the substrate (10, 11) being electrically contacted in the region outside the island (1) during

step of electroplating the substrate.

\
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines partiell galvanisch beschichteten Substrats
(10,11): Bereitstellen eines Substrats (10, 11) mit wenigstens einer elektrisch leitenden Obertldche; Partielles Aufbringen einer
Nightleiterschicht (2) auf

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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der elektrisch leitenden Oberfliche des Substrats (10, 11) unter Ausbildung wenigstens einer verbleibenden, in der
Nichtleiterschicht (2) eingebetteten Insel (1) der elektrisch leitenden Oberfliche des Substrats; Galvanisches Beschichten
wenigstens der Insel (1) mit einer metallischen Schicht (13), wobei beim Schritt des galvanischen Beschichtens des Substrats das
Substrat (10, 11) im Bereich auflerhalb der Insel (1) elektrisch kontaktiert wird.
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Galvanisierverfahren fir Inselstrukturen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Galvanisieren von Oberflachen und zwar solchen
Oberflachen, bei denen Inselstrukturen metallisch galvanisiert werden sollen. Bisher ist es
lediglich bekannt, nicht leitende und demzufolge auch nicht galvanisch metallisch beschich-
tete Inselstrukturen, die in einer galvanisch aufgebrachten Schicht eingebettet sind, zu er-
zeugen. Ein Weg zur Erzeugung dieser Inseln ist der nachtragliche Abtrag der Beschichtung
im Bereich der Inseln und wird in der DE 102 08 674 A1 beschrieben. Eine solche Vorge-
hensweise ist in Anbetracht der Herstellung von Massenware vergleichsweise aufwandig und
teuer, da u.a. beim Abtrag fiir eine Reproduzierbarkeit eine hohe Positioniergenauigkeit er-

forderlich ist.

Diese Schritte vereinfachend ist es aus der DE 10 2010 053 165 A1 bekannt, nicht metallisch
beschichtete Inseln durch Aufbringen eines galvanisch stabilen Mediums vor dem
Galvanisierschritt zu erzeugen. Wahrend dadurch optisch attraktive Oberflachen geschaffen
werden, besteht in der Praxis und insbesondere bei der Herstellung von hinterleuchteten
Symbolen in galvanisch abgeschiedenen Oberflachen jedoch das umgekehrte Problem,
namlich das das durch die Kontur wiederzugebende Symbol eine zu metallisierende Insel
vorsieht, wie es beispielsweise bei den Buchstaben O, A, B oder R der Fall ist. Bisher wurde
das Problem durch ,Halbinseltechnik® geldst. D.h. ein nach der Galvanisierung sichtbar ver-
bleibender Steg von dem das umgebenden leitfahigen Bereich in den leitfahigen Halbinsel-
bereich soll fir eine sichere elektrische Kontaktierung des Halbinselbereichs sorgen und
damit der galvanisch gleichmafRigen Beschichtung dienen. Dieser Steg ist optisch nachteilig

und stort die visuelle Wahrnehmung und Erkennbarkeit des Symbols.

Es besteht daher Bedarf nach einem Galvanisierverfahren, bei dem der Freiheitsgrad bei der
Darstellung von Symbolen in galvanisch zu beschichtenden Oberflachen verbessert ist und
insbesondere die Galvanisierung in der Umgebung von solchen Symbolen, deren Kontur
eine Inselflache vorsieht, gleichmafiger durchgefihrt werden kann und dies ohne die Not-
wendigkeit zusatzlicher mechanischer Bearbeitungsschritte. Die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung besteht somit darin, ein in dieser Hinsicht verbessertes Verfahren bereitzustellen
und insbesondere ein preiswertes Galvanisierverfahren bereitzustellen, bei dem die Darstel-
lung von in galvanisch beschichteten Oberflache eingebetteten Symbolen und insbesondere
von solchen mit galvanisch beschichteten Inselflachen verbessert ist. Diese Aufgabe wird
durch ein Verfahren gemaf Anspruch 1 sowie durch eine Anordnung des nebengeordneten
Anspruchs geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind jeweils Gegenstand der abhangigen
Anspriiche. Es ist darauf hinzuweisen, dass die in den Patentanspriichen einzeln aufgefiihr-

ten Merkmale in beliebiger, technologisch sinnvoller Weise miteinander kombiniert werden
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kénnen und weitere Ausgestaltungen der Erfindung aufzeigen. Die Beschreibung, insbeson-
dere im Zusammenhang mit den Figuren, charakterisiert und spezifiziert die Erfindung zu-

satzlich.

Das erfindungsgemalie Galvanisierverfahren sieht folgende in der genannten Reihenfolge
zeitlich nachfolgende Schritte vor: Bereitstellen eines Substrats, das ganz elektrisch leitfahig
ist oder wenigstens eine elektrisch leitfahige Oberflache, bzw. Teiloberflache aufweist. Der
Begriff Substrat ist weit auszulegen und umfasst beispielsweise eine Folie oder einen starren
Korper aus einem leitfahigen Material. Erfindungsgemaf ferner umfasst soll auch ein nicht-
leitfahiges Substrat mit einer eine Oberflache oder Teiloberflache definierenden, leitfahigen
Beschichtung oder Schicht. Es kann somit auch eine Folie mit leitfahiger dul3erer Schicht
sein. Die leitfahige Schicht an sich kann durchgehend vollflachig sein, kann partiell vorgese-
hen sein oder aber auch eine Netzstruktur aufweisen. Leitfahig meint eine Leitfahigkeit von >
10° S/m oder bevorzugt > 10° S/m.

In einem nachfolgenden Schritt erfolgt ein partielles Aufbringen einer Nichtleiterschicht auf
der leitfahigen Oberflache bzw. leitfahigen Teiloberflache des Substrats unter Ausbildung
wenigstens einer verbleibenden, in der Nichtleiterschicht eingebetteten Insel der leitenden
Oberflache des Substrats. Insel im Sinne der Erfindung meint eine beliebige aber geschlos-
sen umlaufende Begrenzung des Inselbereichs durch die Nichtleiterschicht. Eine Halbinsel
mit verbleibendem, elektrisch leitendem Steg ist nicht erfindungsgemalf}. Die Eigenschaft als
Isolator bzw. Nichtleiter dieser Schicht im Sinne der Erfindung meint eine Leitfahigkeit im

Bereich von 107" bis 107" S-:cm™.

In einem nachfolgenden Schritt erfolgt erfindungsgemalf? ein galvanisches Beschichten we-
nigstens der Insel des Substrats mit einer metallischen Schicht. Galvanisches Beschichten
im Sinne der Erfindung meint die Elektroplattierung, auch als Galvanostegie bekannt. Erfin-
dungsgemal’ handelt es sich um einen Verfahrensschritt der Beschichtung eines Substrats
mit einem vergleichsweise sehr diinnen, schiitzenden und verschéonernden Uberzug von
Silber, Gold, Nickel, Chrom, Kupfer und dergleichen auf im Allgemeinen weniger wertvollen,
leitenden oder leitend gemachten Substraten, beispielsweise aus Metall, metallischer Legie-
rung oder entsprechend prapariertem Kunststoff, mit Hilfe des elektrischen Stroms. Beispiele
sind Versilbern, Vergolden, Verchromen usw. Das stromlose ("electroless”), d.h. rein mit
chem. Reduktionsmitteln arbeitende Verfahren zur metallischen Beschichtung ist nicht Ge-

genstand des erfindungsgemafien galvanischen Beschichtungsschrittes.

Der erfindungsgemalfte Schritt zum galvanischen Beschichten ist demzufolge insoweit weit
auszulegen, dass die den galvanischen Abscheidungsschritt vorbereiteten Schritte erfin-

dungsgemald mit umfasst sein sollen. Beispielsweise wenn der zu plattierende Gegenstand,
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bzw. das Substrat elektrisch nicht-leitend ist, muss es beispielsweise durch Metallisierung
leitend gemacht werden. Die Metallisierung der Artikel kann im Vakuum (lonenplattierung)
oder aus Schmelzen erfolgen. Auch ist bekannt, dass Oberflachenkavitaten von elektrisch
nicht leitenden Materialien mit Keimbildnern, beispielsweise Palladiumchlorid, versehen wer-
den. Zur erfindungsgemalfen Galvanisierung gehéren gegebenenfalls auch eine Auswahl
eines oder mehrerer Schritte aus der folgenden Aufzahlung: das chemische und elekirolyti-
sche Entfetten, Beizen, Polieren (insbesondere das sog. Elektropolieren) und Farben, und

insbesondere die chemische Abscheidung von Metall- und Oxid-Schichten.

Zur Erzielung eines gut haftenden galvanischen Niederschlags missen im Allgemeinen das
zu galvanisierende Substrat vor dem Einbringen in das Galvanisierbad grindlich gereinigt
und mit den Mitteln zur Entfettung behandelt werden. Die galvanischen Bader teilt man in
saure und alkalische Bader ein. Die sauren Bader enthalten Sulfate, Chloride, Fluoroborate
und Sulfamate der abzuscheidenden Metalle, wahrend die alkalischen Bader auf Basis von
Hydroxo- bzw. Cyanokomplexen oder Diphosphaten aufgebaut sind. Bei der weiter entwi-
ckelten Glanzgalvanisierung erhalt man infolge Verwendung bestimmter Zusatze, die eine
einebnende Wirkung aufweisen (Glanzzusatze), sofort einen glanzenden galvanischen
Uberzug, der nachheriges Polieren vielfach iiberfliissig macht. Somit kénnen solche Schritte
beim erfindungsgemalfien galvanischen Beschichtungsschritt mit umfasst sein. Es obliegt
dem Fachmann je nach vorhandenem Substratmaterial und/oder gewlinschter Oberflachen-
qualitat die geeigneten Schritte und deren zeitliche Abfolge auszuwahlen. Der eigentliche
metallische Abscheidungsprozess kann mehrere zeitlich abfolgende Schritte umfassen, in
denen unterschiedliche Metalle in Abfolge abgeschieden werden. Beim Beispiel der Ver-
chromung werden beispielsweise zunachst zwei Schichten aus Kupfer und Nickel mit einer

Dicke von 10 bis 40 ym abgeschieden, um eine optimale Haftung zu bewirken.

Erfindungsgemalf erfolgt eine elektrische Kontaktierung des Substrats beim galvanischen
Beschichten aufderhalb des von der Nichtleiterschicht umgebenen Inselbereichs. Bevorzugt
erfolgt die Kontaktierung auch aufderhalb des durch die Nichtleiterschicht bedeckten Be-
reichs. Kontaktierung im Sinne der Erfindung meint beispielsweise die Beriihrkontaktierung
durch beispielsweise eine Elektrode, mit dem Ziel wenigstens die Oberflache des Inselbe-
reichs mit einem elektrischen Potenzial zu beaufschlagen und den Galvanisierstrom iber
diesen Inselbereich zu leiten. Beispielsweise erfolgt eine Berlihrkontaktierung des Substrats
durch eine Elektrode in einem Bereich, der zwar in der in einer mit dem Inselbereich gemein-
samen Oberflache des Substrats liegt aber von dem Inselbereich ausgesehen jenseits der
Nichtleiterschicht angeordnet ist. Der elektrische Galvanisierstrom untertunnelt somit die
Nichtleiterschicht. Auch wenn eine zusatzliche Kontaktierung auch im Inselbereich denkbar

ist, so ist es erfindungsgemal} bevorzugt, dass keine Berihrkontaktierung im Inselbereich



WO 2015/169495 PCT/EP2015/055659
4

erfolgt, um so im Inselbereich eine gleichmafig dicke Beschichtung und von einer

Beriihrkontaktierung unbeeintrachtigte Oberflache zu gewahrleisten.

Das Material der Nichtleiterschicht ist beispielsweise so gewahlt, dass diese Schicht die vom
Fachmann ausgewahlten Schritte zur galvanischen Beschichtung mdglichst ohne Beein-
trachtigung Ubersteht. Bevorzugt ist das Material der Nichtleiterschicht so ausgewahlt, dass
es im Wesentlichen aufgrund seiner nichtleitenden Eigenschaft keine oder nur eine geringe
und/oder zumindest eine wenig haftende galvanische Beschichtung aufweist, eine solche
Eigenschaft wird vom Fachmann beispielsweise als galvanisch stabil bezeichnet. Da die
Nichtleitschicht den Inselbereich lickenlos umschliefdt, entfallt ein nach dem
Galvanisierschritt sichtbar verbleibender, galvanisch beschichteter Steg aus Substratmateri-

al.

Bevorzugt ergibt die von der Nichtleiterschicht abgedeckte Flache ein Symbol, wie ein oder
mehrere Buchstaben oder ein Piktogramm, wieder. Der bei nicht erfindungsgemalier Vorge-
hensweise ansonsten notwendige Steg wiirde die freie Gestaltung des Symbols und/oder die
Erkennbarkeit des Symbols beeintrachtigen. Durch die erfindungsgemale Vorgehensweise
ist beispielsweise bei einem darzustellenden O kein den Ring des O unterbrechender Steg

zur elektrischen Kontaktierung des Inselbereichs notwendig.

Die Erkennbarkeit des Symbols beruht beispielsweise auf dem Unterschied in wenigstens
einer der Oberflachenbeschaffenheiten, wie Farbe, Glanzgrad und/oder im Kontrastunter-
schied durch unterschiedliche Hinterleuchtung zwischen Nichtleiterschicht und Inselflache,
bzw. auch dem die Oberflache der Nichtleiterschicht umgebenden und galvanisch beschich-

teten Bereich.

Gemal einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemafien Verfahrens sind daher

das Substrat und/oder die Nichtleiterschicht transluzent oder transparent ausgebildet.

Gemal} einer bevorzugten Ausgestaltung weist die Nichtleiterschicht wenigstens einen Be-
standteil auf, der aus der folgenden Gruppe ausgewahlt ist: 1,6 Hexandioldiacrylat;
alkoxyliertes Pentaerythrittetraacrylat; Benzophenon. Bevorzugt sind alle drei Bestandteile

vorhanden.

Gemal einer bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens ist die Nichtleiterschicht eine Lack-
schicht. Ein Lack ist vergleichsweise einfach und prazise, beispielsweise durch Bedruckung,
wie Siebdruck, aufzutragen. Lack im Sinne der Erfindung meint einen flissigen oder auch
pulverférmigen Beschichtungsstoff, der diinn, bevorzugt in einer der galvanisch abgeschie-

denen Metallschicht entsprechenden Dicke auf das Substrat aufgetragen wird und durch
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chemische oder physikalische Vorgange, zum Beispiel Verdampfen des Losungsmittels oder
UV-Aushartung zu einem durchgehenden, festen Film aufgebaut wird. Bevorzugt kommt
Lack zur Anwendung, der spatestens nach dem Harten einen vergleichsweise hohen Ver-
netzungsgrad aufweist. Geman einer bevorzugten Ausgestaltung weist der ausgehartete
Lack der Nichtleiterschicht eine Buchholzharte = 80 gemessen nach DIN EN ISO 2815 Stand
2003-10 auf. Somit kann auf eine Schutzschicht auf der Nichtleiterschicht entfallen. Die me-
tallische Schicht wenigstens des Inselbereichs und die Nichtleiterschicht der Insel kdnnen
ohne zusatzliche Schutzschicht also unmittelbar eine fiir die Berlihrung durch einen Bediener

vorgesehene Berlihrflache definieren.

Bevorzugt handelt es sich um einen fir Druckverfahren, insbesondere einen fir den
Siebruck geeigneten, Lack, beispielsweise einen Lack der Firma Proll KG, der unter der
Handelbezeichnung Noriphan® XWR bekannt ist. Bevorzugt wird dieser mit 10 Gew.-% Har-

ter 8125, ebenfalls erhaltlich von der Proll KG versetzt.

Gemal einer bevorzugten Ausgestaltung ist das elektrische leitfahige Substrat eine elekt-
risch leitende Schicht, die in einem vorhergehenden Beschichtungsschritt auf einen Trager
aufgebracht wird und/oder die in einem Oberflachenbehandlungsschritt durch chemische
oder physikalische Oberflachenbehandlung an der Oberflache des Tragers, der beispiels-

weise aus einem Kunststoff ist, erzeugt wird.

Ein Beispiel einer chemischen Oberflachenbehandlungskombination ist die Abfolge folgender
Schritte: Beizen mit oxidativen Metallsalzlésungen zum Aufrauen der Oberflache sowie das
chemische Metallisieren zur Bildung einer leitenden Schicht, hierbei wird eine diinne Schicht
(0,3 bis 0,4 uym) aus Kupfer oder Nickel durch Reduktion aus deren Metallsalzen erzeugt.
Beispiele von physikalischen Oberflachenbehandlungen sind das Aktivieren mit Metallkei-

men, z.B. Palladium, Plasmavorbehandlung sowie mechanisches Aufrauen, Honen.

Beispiele zur Galvanisierung von Kunststoffen und insbesondere Details zu deren vorberei-
tenden Oberflachenbehandlung sind folgendem Dokument zu entnehmen, Dietrich
Rathmann: Kunststoffgalvanisierung. In: Chemie in unserer Zeit. 15, Nr. 6, 1981, S. 201-
207, doi:10.1002/ciuz.1981015060, das hiermit durch Bezugnahme mit umfasst sein soll.

Beispielsweise ist das Substrat aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS) oder
Polycarbonat (PC).

Das Substrat ist beispielsweise eine Folie. Gemal} einer weiteren Ausgestaltung ist das Sub-
strat aus einem thermoplastischen Material und der Aufbringschritt der Nichtleiterschicht er-

folgt wahrend des Thermoformens des Substrats. Beispielsweise ist die Nichtleiterschicht in
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das formgebende Werkzeug eingebracht und geht beim Einbringen oder Einspritzen des
Substratmaterials in das Werkzeug eine stoffschliissige Verbindung mit dem Material des

Substrats ein.

Gemal} einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung wird die Nichtleiterschicht in einem Ther-
motransferschritt auf das Substrat aufgebracht. Beispielsweise erfolgt die Aufbringung im
Thermotransferdruck. Beim Thermotransferdruck wird eine mit dem erfindungsgemalien und
dazu thermisch aktivierbarem Nichtleitermaterial beschichtete Folie zwischen dem Substrat
und einem Thermodruckkopf hindurch gefiihrt, der mehrere computergesteuerte Heizele-

mente besitzt, die das Druckbild tbertragen.

Die Erfindung betrifft ferner eine Anordnung aus einem Substrat mit wenigstens einer elekt-
risch leitfahigen Oberflache, einer partiell auf dem Substrat aufgebrachten Nichtleiterschicht
unter Ausbildung wenigstens einer von der Nichtleiterschicht umgebenen, verbleibenden
Insel der leitenden Oberflache des Substrats, einer metallischen Beschichtung auf der Insel
und in diinnerer Schichtdicke oder ohne Beschichtung, bevorzugt ohne Beschichtung, auf
der Nichtleiterschicht. Bevorzugt ragt das Substrat (iber den mit der Nichtleiterschicht verse-
henen Bereich hinaus. Dieser den Inselbereich und den Bereich der Nichtleiterschicht um-
gebende Bereich ist bevorzugt ebenfalls entsprechend dem Inselbereich beschichtet. Bei der
erfindungsgemalfen Anordnung gibt die von der Nichtleiterschicht abgedeckte Flache ein
Symbol, wie ein oder mehrere Buchstaben oder ein Piktogramm, wieder. Bei der erfindungs-
gemalien Anordnung fehlt ein Steg, der die Erkennbarkeit des Symbols stort. Durch die er-
findungsgemafe Vorgehensweise ist beispielsweise bei einem darzustellenden O kein den

Ring des O unterbrechender Steg in den Inselbereich notwendig.

Die Erkennbarkeit des Symbols beruht beispielsweise auf dem Unterschied in wenigstens
einer der Oberflachenbeschaffenheiten, wie Farbe, Glanzgrad und/oder im Kontrastunter-
schied durch unterschiedliche Hinterleuchtung zwischen Nichtleiterschicht und Inselflache,
bzw. auch dem die Oberflache der Nichtleiterschicht umgebenden und galvanisch beschich-

teten Bereich.

Gemal einer bevorzugten Ausgestaltung der erfindungsgemafien Anordnung sind daher das

Substrat und/oder die Nichtleiterschicht transluzent oder transparent ausgebildet.

Gemal} einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung definieren die metallische Schicht im In-
selbereich und die Nichtleiterschicht eine fiir die Berlihrung durch einen Bediener vorgese-
hene Beruhrflache. Anders ausgedriickt es fehlt eine diese Schichten bedeckende Schutz-
schicht. Bevorzugt weist die Nichtleiterschicht gegebenenfalls im ausgeharteten Zustand
eine Buchholzharte = 80 nach DIN EN ISO 2815 Stand 2003-10 auf.
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Die erfindungsgemale Anordnung findet bevorzugt Verwendung in einem Kraftfahrzeugbe-

dienteil.

Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden Figuren naher erlautert. Die Figuren sind da-
bei nur beispielhaft zu verstehen und stellen lediglich eine bevorzugte Ausfiihrungsvariante

dar. Es zeigen:

Fig. 1 eine Aufsicht auf ein nicht erfindungsgemaf partiell galvanisch beschichtetes Substrat;

Fig. 2 eine Aufsicht auf ein gemal dem erfindungsgemalen Verfahren partiell galvanisch
beschichteten Substrat;

Fig. 3 eine Schnittansicht eines gemal dem erfindungsgemalien Verfahren partiell galva-
nisch beschichteten Substrats in einer ersten Ausflihrungsform;

Fig. 4 eine Schnittansicht eines gemal dem erfindungsgemalien Verfahren partiell galva-
nisch beschichteten Substrats in einer zweiten Ausfiihrungsform;

Fig. 5 eine Schnittansicht eines gemal dem erfindungsgemalien Verfahren partiell galva-

nisch beschichteten Substrats in einer dritten Ausfliihrungsform.

Figur 1 ist eine Aufsicht auf ein nicht erfindungsgemalf galvanisch beschichtetes Substrat.
Die in der Aufsicht in den Bereichen 3, 4, 5 aufgebrachte Beschichtung bedeckt das Sub-
strat, und es ist lediglich im Bereich der zwei exemplarisch dargestellten Symbole 2 sichtbar.
Die Symbole 2 sind in einer ersten elektrisch leitenden Schicht des Substrats durch abrasive
Laserbearbeitung eingebracht. In weiteren galvanischen Abscheidungsprozessen ist der
Steg 5 als Verbindung in das Symbolinnere 4 vorgesehen, um das Innere des Symbols 2
elektrisch durch Kontaktberiihrung in dem das Symbol umgebenden Bereich 3 (iber den Steg
5 elektrisch kontaktieren zu kénnen. Der Steg 5 beeintrachtigt aber die Wiedergabe und da-

mit die leichte Erkennbarkeit des Symbols 2.

Im Vergleich dazu ist in Figur 2 das gemaf dem erfindungsgemafien Verfahren galvanisch
beschichtete Substrat gezeigt. Die Symbole 2 sind durch eine auf das in Figur 2 nicht sicht-
bare Substrat aufgebrachten, nichtleitenden Lack erzeugt. Die Symbole 2 weisen jeweils
wenigstens eine Insel 1 auf, die von dem nichtleitenden Lack 2 vollstandig umgeben sind.
Die fur die galvanisch Beschichtung im auf3erhalb der Symbole liegenden Bereich 3 sowie im
Inselbereich 1 notwendige elektrische Kontaktierung erfolgt durch eine sich wenigstens Uber
die Bereiche 1 und 2 (Symbol) und gegebenenfalls auch Uber den Bereich 3 erstreckende
leitfahige Schicht, die den Lack des Symbolbereichs 2 untertunnnelt, wie spater in den Figu-
ren 2 bis 5 gezeigt wird. Es entfallt nicht nur aus optischen Griinden vorteilhaft ein Steg, wie

er in der Figur 1 mit dem Bezugszeichen 5 versehen ist.
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Anhand der Figuren 3, 4 und 5 wird nachfolgend das erfindungsgemale Verfahren in drei
Ausflhrungsvarianten erlautert. In der Variante gemaf Figur 3 wird ein Substrat 10, 11 aus
Kunststoff bereitgestellt. Eine obere Schicht 11 wurde durch chemisch, physikalische Ober-
flachenbehandlung elektrisch leitfahig gemacht. Das Substrat 10, 11 ist eine Folie aus ABS.
Auf die Oberseite der Folie 10, 11 wurde ein Symbol 2 aus einem elektrisch nichtleitenden,
bevorzugt galvanisch stabilen Lack aufgedruckt, der die erfindungsgemal3e Nichtleiterschicht
ausbildet. Die Bedruckung erfolgt partiell und unter Ausbildung einer verbleibenden Insel 1
der leitenden Oberflache 11 des Substrats 10, 11, die von der Lackschicht 2 vollstéandig um-
schlossen ist. In der gezeigten Variante wurde die transluzente Folie 10, 11 ferner in einem
Folienhinterspritzvorgang (In-Mould-Labelling) mit einer Schicht 12 aus transluzentem Poly-
carbonat zur Stabilisierung und zur Hinterleuchtung vor oder nach der zuvor erwahnten Be-
druckung, bevorzugt nach dieser, hinterspritzt. Dieses Hinterspritzen bietet eine optimale
Positions- und Qualitatskontrolle des Symboldrucks, eine hohe Symbol-
Positioniergenauigkeit sowie aufgrund der hohen erreichbaren Oberflachengiite ein beson-
ders gute Basis fur den nachfolgend erwahnten galvanischen Beschichtungsschritt. In die-
sem galvanischen Beschichtungsschritt kommt es zur metallischen Abscheidung in einem
galvanischen Bad in den Bereichen 1 und 3 auf der leitfahigen Schicht 11, wobei diese mit
einem Strom beaufschlagt werden, indem eine Beriihrkontaktierung dieser Schicht durch
eine Elektrode aulerhalb des Bereichs 1, beispielsweise im Bereich 3 oder seitlich, erfolgt.
Der fur die elektrolytische Abscheidung von Kupfer, Nickel und/oder Chrom erforderliche
elektrische Strom untertunnelt somit die Nichtleiterschicht 2 aus gehartetem Lack, so dass
sich eine wie in Figur 2 gezeigte vorteilhafte Aufsicht ohne die Notwendigkeit der in Figur 1
gezeigten Stege 5 ergibt und der Inselbereich 1 in Dicke und Aussehen entsprechend dem

Bereich 3 mit einer galvanisch abgeschiedenen, metallischen Beschichtung 13 versehen ist.

In der Figur 4 ist eine Variante gezeigt, die sich von der aus Figur 3 unter anderem insoweit
unterscheidet, dass das Substrat 10, 11 einen starren Kérper aus einem Kunststoff, wie
ABS, umfasst, dessen Oberflache umfanglich mit einer Schicht aus leitendem Lack 11 iber-
zogen wurde. Es erfolgt eine umfangliche galvanische Abscheidung einer metallischen
Schicht 13 auf diesen Lack 11, wobei auch hier diese Lackschicht 11 als stromflihrender
Leiter in den Inselbereich 1 dient, um diesen ohne dortige Berlihrkontaktierung mit einer gal-
vanisch abgeschiedenen Metallschicht 13 zu versehen. Es ergibt sich wiederum eine Auf-

sicht gemal} Figur 2.

Die in Figur 5 gezeigte Variante, unterscheidet sich von der in Figur 2 gezeigten Variante,
dass das Substrat 10, 11 nicht durch einen chemischen und/oder physikalischen Oberfla-

chenbearbeitungsschritt wenigstens oberflachenseitig vollflachig mit dem Ziel der Leitfahig-
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keit behandelt wurde sondern allenfalls zur Haftungsverbesserung mechanisch oberflachen-
behandelt wurde. Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen Kérper aus
galvanisierbarem ABS. In dieser Variante erfolgt eine partielle Beschichtung des Kérpers 10
mit einem leitfahigen Lack 11, wobei der Koérper 10 und der Lack 11 das Substrat fir die wei-
teren Verfahrensschritte darstellen. Der Kérper 10 ist ferner zur Ausbildung einer transparen-
ten Schicht 12 zwecks Stabilisierung und Hinterleuchtung mit einem transparenten Polycar-
bonat hinterspritzt. Es folgt eine Bedruckung der Lackschicht 11 mit einem galvanisch be-
standigen, nichtleitenden Lack 2, der nach Ausharten die erfindungsgemafie Nichtleiter-
schicht 2 definiert. Der vom nichtleitenden Lack 2 abgedeckte Bereich der durch den leiten-
den Lack 11 definierten leitenden Oberflache des Substrats 10, 11 gibt ein Symbol mit einem
Inselbereich 1 wieder. Im nachfolgenden galvanischen Abscheidungsschritt dient somit wie-
derum der elektrisch leitende Lack 11 der Untertunnelung der Nichtleiterschicht 2 fir den
galvanischen Abscheidungsstrom. Die elektrische Berlihrkontaktierung erfolgt erfindungs-
gemald aufierhalb des Inselbereichs 1. Beispielsweise erfolgt die Kontaktierung durch unmit-
telbare Berlihrung der leitenden Lacksicht 11 oder tGiber eine abgeschiedene Metallschicht
13', die in einem zeitlich vorgelagerten Prozessschritt in dem das Symbol 2 umgebenden
Bereich 3 aufgebracht wurde. Insgesamt ergibt sich auch hier eine wie in Figur 2 gezeigte
Aufsicht.
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Anspriiche

1.

Verfahren zur Herstellung eines partiell galvanisch beschichteten Substrats (10,11):

e Bereitstellen eines Substrats (10, 11) mit wenigstens einer elektrisch leitenden
Oberflache;

e Partielles Aufbringen einer Nichtleiterschicht (2) auf der elektrisch leitenden Ober-
flache des Substrats (10, 11) unter Ausbildung wenigstens einer verbleibenden,
in der Nichtleiterschicht (2) eingebetteten Insel (1) der elektrisch leitenden Ober-
flache des Substrats;

e Galvanisches Beschichten wenigstens der Insel (1) mit einer metallischen Schicht
(13), wobei beim Schritt des galvanischen Beschichtens des Substrats das Sub-

strat (10, 11) im Bereich auf3erhalb der Insel (1) elektrisch kontaktiert wird.

Verfahren gemal} Anspruch 1, wobei beim galvanischen Beschichten die Nichtleiter-
schicht (2) nicht oder wenigstens dinner als die Insel (1) mit der metallischen Schicht
(13) beschichtet wird.

Verfahren gemal} einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das Substrat (10, 11)

und/oder die Nichtleiterschicht (2) transluzent oder transparent sind.

Verfahren gemal einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Nichtleiterschicht
(2) wenigstens einen Bestandteil aufweist, der aus der Gruppe, umfassend: 1,6
Hexandioldiacrylat; alkoxyliertes Pentaerythrittetraacrylat; Benzophenon ausgewahlt

ist.

Verfahren gemal} einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die von der Nichtlei-

terschicht (2) abgedeckte Flache ein Symbol wiedergibt.

Verfahren gemal einem der vorhergehenden Anspriche, wobei die Nichtleiterschicht
(2) ein Lack ist.

Verfahren gemal} einem der vorhergehenden Anspriche, wobei die Nichtleiterschicht

(2) in einem Druckverfahren, bevorzugt einem Siebdruckverfahren, aufgebracht wird.

Verfahren gemal einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das elektrische leitfa-
hige Substrat (10, 11) eine elektrische leitende Schicht (11)aufweist, die in einem vor-
hergehenden Beschichtungsschritt auf einen zum Substrat (10, 11) gehérenden Trager

(10) aufgebracht wird und/oder die in einem Oberflachenbehandlungsschritt durch
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chemische oder physikalische Oberflachenbehandlung an der Oberflache des Tragers

(10) erzeugt wird.

Verfahren gemal} einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das Substrat (10, 11)

eine Folie ist.

Verfahren gemafl dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Substrat (10, 11) aus
thermoplastischem Material ist und der Aufbringschritt wahrend des Thermoformens
des Substrats (10, 11) erfolgt.

Verfahren gemal einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Nichtleiterschicht

(2) in einem Thermotransferschritt auf das Substrat (10, 11) aufgebracht wird.

Anordnung aus einem Substrat (10, 11) mit wenigstens einer elektrisch leitenden Ober-
flache, einer partiell auf der elektrisch leitenden Oberflache des Substrats (10, 11) auf-
gebrachten Nichtleiterschicht (2) unter Ausbildung wenigstens einer von der Nichtlei-
terschicht (2) umgebenen Insel (1) der elektrisch leitenden Oberfliche des Substrats
(11, 10), einer metallischen Beschichtung (13) wenigstens auf der Insel (1) und in din-
nerer Schichtdicke oder ohne Beschichtung, bevorzugt ohne Beschichtung, auf der
Nichtleiterschicht (2) und wobei die von der Nichtleiterschicht (2) bedeckte Flache ein

Symbol wiedergibt.

Anordnung gemafd dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Substrat (10, 11) und

die Nichtleiterschicht (2) transluzent oder transparent sind.

Verwendung der der Anordnung gemal} einem der beiden vorhergehenden Anspriiche

in einem Kraftfahrzeugbedienteil.
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